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Klicové umoznujici technologie
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Technologie naroCné na znalosti, spojené s intenzivnim VaV, rychlymi
inovacnimi cykly, vysokymi kapitalovymi naklady a vysoce kvalifikovanymi
pracovnimi misty, které se uplatiuji v Siroké sSkale produktld s vysokou
pridanou hodnotou.

Generace svétla, jeho vedeni, manipulaci se svétlem, jeho detekci,

Fotonika L v L
zesilovani a vyuzivani v aplikacich.
Mikro- a Polovodicové komponenty, vysoce miniaturizované elektronické
. subsystémy, véetné jejich integrace do vétsich systémd
nanoelektronika (nanoelektronika: struktury na Grovni nanometrQ).
Nanotechnologie Struktury s rozméry od 1 do 100 nanometrd alespofi v jednom rozméru.
Obtizné definovatelné hranice: pokrocilé kovy, pokrocilé syntetické
Pokrocilé materialy polymery, pokrocilou keramiku, nové kompozity, pokrodilé biopolymery a
dalsi.
Pramyslové (,,bilé") Vyuziti mikroorganismuQ nebo jejich komponent pro primyslové
biotechnologie zpracovani a vyrobu bioproduktd v chemickém prdmyslu, materidlové
vyrobé, energetice (biopaliva), potravinarstvi/vyziva, zdravotni péce,
textilni a papirensky prdmysl apod.
Pokrocilé vyrobni Vyrobni systémy a souvisejici sluzby, procesy, provozy a zarizeni pro
technologie ostatni KETs, zahrnujici automatizaci, robotiku, méfici systémy,

zpracovani signalu a informace, kontrolu vyroby a dalsi procesy.



x Zdroje a metodika
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v' Patentové aktivity — EPO Worldwide Patent Statistical
Database (PATSTAT), podzim 2017

« Vybér podle oboru v Mezinarodnim patentovém tfidéni
(International Patent Classification, IPC)

» Pf¥ifazeni patentovych tfid ke KETs podle studie ,Production
and trade in KETs-based products: The EU position in global
value chains and specialization patterns within the EU".
European Commission, DG Enterprise (2013)

v Publikovani — Clarivate Analytics Web of Science (WOS)
» Soubory kliCovych slov (50 — 100) (parametr TS) a jejich
logické kombinace
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Patentové prihlasky podle PCT v KETs - porovnéni EUs
USA, Japonskem, Korejskou republikou a CLR

* 0sa X - zastoupeni prihlasek v jednotlivych KETs
* 0say - zména prum. poctu pfinlasek mezi 2007-2009 a 2013-2015

 plocha kruhu - pocCet pfihlasek na jednoho vyzkumnika (FTE)
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Prioritni patentové prihlasky v KETs
podané subjekty z CR
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Prioritni patentové prihlasky v KETs

podané subjekty z C
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Prioritni patentové prihlasky v KETs podané v letech 2013 — 2015 — z&kladni porovnani CR s
EU a vybranymi Clenskymi staty EU a porovnani podilu prihlasek v jednotlivych KETs

Pocet prihlasek v KETs

Na tisic Podil v
Celkem ) - celkovém Narust
vyzkumniku e
EU B sosls] | 5,0 10,4% 6,7%
CR | 15220 | 4,2 18,4% 86,6%
Rakousko | 38560 |91 17,1% 39,3%
Nizozemsko | 28581 | 3,7 12,1% | -4,3%
N&mecko B 2279 117 10,3% 2,1%
Spojené kralovstvi | 381,0 1,4 7,0% 1,4%
Finsko | 19860 | 52 9,7% 5,9%
Polsko I 611,80 | 79 14,7% 118,7%
CR EU Rakousko Nizozemsko Némecko SEnjené’ Finsko Polsko
kralovstvi
Fotonika -ja,?% R 2,6% 3,9% 2,5% 2,9% 2,7% 1,8% 1,8%
Mikro/nanoelektronika [l 1,1% B 3,0% 7,6% 5, 7% 3,4% 1,8% 2,1% 1,2%
Nanotechnologie ] 4,0%" 0,5% 0,2% 0,1% 0,4% 0,2% 0,4% 1,1%
pokrotilé¢ materialy [ G8% | 31% 4,5% 3,4% 2,7% 1,4% 3,8% 7.0%
Pram. biotechnologie [ 2,4%|] 0,7% 0,3% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 2,5%
Pokr. vyr. technologie I 6ds% [ | 36% 6,5% 4,5% 3,7% 2,0% 3,0% 5,0%
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e Pozice CR - zavéry z patentové analyzy

» Patentova aktivita v KETs ve svété neustale roste (zrychleni po roce
2010). Tézisté se stale vice posouva do asijskych zemi (v roce 2015 bylo
vice nez 80 % prioritnich patentovych prihlaSek podano v asijskych
zemich). Vyrazné narudsta podil CLR (vice nez 50 % prioritnich pfihlasek
v roce 2015).

» Podil patentovych prinlasek v KETs v celkovém poctu prihlasek do roku
2011 neménny, poté nastava mirny pokles.

» EU (i USA) za asijskymi zeméemi stale vice zaostavaji.

> V CR zastoupeni KETs v celkovém poctu prioritnich patentovych
prinlasek vyrazneé roste. V souctu za obdobi 2013 — 2015 bylo zastoupeni
KETs v patentovych pfihlaskach v CR vy3si nez v priméru EU (s
vyjimkou mikro a nanoelektroniky ve vSech KETS).

> Na narlistu patentové aktivity se nejvice podileji VO (zejména VS).




Celkovy poéet publikaci v KET v CR a ve
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Celkovy poéet publikaci v KET v CR a ve
Svéte
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Podil publikaci v KETs v celkovych

publikacnich vystupech
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CR - financovani vyzkumu v KETs,

poskytovatelé
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verejna podpora v KET, mil. podil verejné podpory v KET na primeérna verejna podporana
poskytovatel pocet projekttd KET el el : IS [t PRI > i el

K¢ celkové udélené podpore projekt KET, tis. K¢
MV 161 yZ] 14% Y 17137
Mze 10| 1148 | 59 11366
MZ 39| 39l 8% N 10236
MK 10! 171 8% I 17114
Usc 2 o] 3% | 158
MPO 1211 130N 1 N 13471
MO 5] 2 6% I 16456
GA CR ] s | 23% 7317
MEMT 375 D co73 ] 21% Y 16195
TA CR 215 D A2 | s s
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e Pozice CR - zavéry z analyzy publikaci

» Objem vyzkumu, méreno pocCtem publikaci vyrazne roste
dynamika vyssSi nez Svét, srovnatelné s Cinou a Koreou.

ALE

> rust z pomérné malého zakladu na konci minulé dekady

» S vyjimkou KET fotonika a pokrocile materialy nizSi
zastoupeni v narodnim publikaénim vystupu nez svétovy
pramer

» Pouze v KET pokrocilé vyrobni technologie podil publikaci
roste (,celosvétovy trend”) v ostatnich stagnace a pokles

» Pokles vefejnych prostfedku po roce 2011. Obraceni trendu v
2016 ?7?
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x Dalsi informace

TECHNOLOGICKE
CENTRUM AV CR

Studie:

- Key Enabling Technologies v CR. Technologické centrum AV CR (2014).
http://www.tc.cz/cs/publikace/publikace/seznam-publikaci/key-enabling-
technologies-v-cr?type=2

Odborné ¢élanky:
« Kucera Z., Vondrak T.: Key Enabling Technologies — zakladni

porovnani EU s vybranymi zemémi mimo EU, Ergo roCnik 10, Cislo 1, str. 3
(2015).

* 2003 —2013: KuCera Z., Vondrak T.: Key Enabling Technologies — pozice
Ceskeé republiky v ramci EU a porovnani s vybranymi zahraniCnimi zemeémi,
Ergo roCnik 10, Cislo 2-3, str. 3 (2015)

 Kugera Z., Vondrak T.: Key Enabling Technologies v CR — internacionalizace
vyzkumu a prumyslového vlastnictvi, Ergo ro¢nik 10, Cislo 4, str. 3 (2015)

https://www.tc.cz/cs/publikace/periodika/seznam-periodik/ergo
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Dékujeme Vam za pozornost
Zdenék Kucera, Tomas Vondrak

Technologické centrum AV CR

kucera@tc.cz
vondrak@tc.cz

WWW.IC.CZ
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